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第 2 章では、電子ビーム寸法計測システムについて概説している o まず、システムの概要およびこのシステムを用




第 4 章では、最初に二次元す法計測手法を提案している o この手法は、パターンの面積、周囲長など二次元パラメー
タを求めることによりパターン寸法を導出するものであり、測長再現精度の向上および電気特性との相関が向上する
特徴を有している。本手法を64M-bit DRAM のゲート線幅測長および拡散層へのコンタクトホールの穴径測長に適
用し、その有効性を示している o つぎに、形状計測手法についても述べているo ステレオスコピィの原理を用いて、
パターンの深さ方向の寸法を非破壊で計測する手法を提案している o この手法をトレンチノマターンなどに適用し、そ
の有効性を示している o















案し、この手法を64M-bit DRAM トレンチパターンの形状計測に適用し、深さ計測精度0.063μmを得ている o ま
た、レジストパターンのテーパ角計測精度0.750 を得ている o
(3) 二次元寸法計測手法および形状計測手法を実装し、空間分解能1.5nm、スループット 50ウェーハ/時間を有する
全自動寸法計測システムを構築しているo また、この計測システムを線幅0 .15μm ，.....， 0.18μmのレジストパターン
に適用し、活性領域形成工程の測長再現精度1.60nm、ゲート形成工程の測長再現精度2 .43nm、コンタクト形成工
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